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64 Vorrichtung zum Halten von flachen, kreisscheibenférmigen Substraten in der Vakuumkammer einer

Beschichtungs- oder Aetzanlage.

Bei einer Vorrichtung zum Halten von Substraten (2)

in der Vakuumkammer einer Beschichtungs- oder Atz-
anlage ist eine plattenférmige Substratauflage (3) vorgese-
hen, wobei auf die Substratauflage (3) ein diese abdek-
kendes und die Substrate (2) Obergreifendes Rahmenteil
(4) auflegbar ist, das eine der Anzahl und der Konfigurati-
on der Substrate (2) entsprechende Zahl von Offnungen
(6) aufweist, und das mit Hilfe von Kiemmstiicken an der
Substrataufiage (3) befestigbar ist, wobei auf der Obersei-
te der Substratauflage (3) Haltescheiben (15) fest ange-
ordnet sind auf deren Oberseite jeweils ein Dichtring (19)
aufliegt, wobei die Substrate (2) auf den Dichtringen (19)
aufliegen und der jeweils zwischen den Haltescheiben und
den Substraten (2) gebildete Spaltraum (25) Uber Kandle
oder Bohrungen (14) an eine Unterdruckquelle oder zum
Zwecke der Kiihlung an eine Gasquelle anschliessbar ist.

n
n 25 15 T

§ i S et Sen R
&SV//// 17////////////////////////////////////////////////%

by

1 3

LT

MNURERHIRMAMRIG) cH 687 985 AS



1 CH 687 985 A5 2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Hal-
ten von flachen, kreisscheibenférmigen Substraten
in der Vakuumkammer einer Beschichtungs- oder
Atzanlage, geméass Oberbegriff des Patentanspru-
ches 1.

In der Praxis hat es sich als problematisch erwie-
sen dunnwandige Substrate aus zerbrechlichem
Werkstoff, beispielsweise sogenannte Wafer, auf
dem Substrattrager so anzuordnen, dass sie nicht
vom Substrattrager abrutschen, wenn dieser in eine
andere Lage verschwenkt wird, beispielsweise weil
der Beschichtungsprozess eine Halterung der Sub-
strate in einer senkrechten Lage erfordert. Weiter-
hin hat es sich als schwierig erwiesen, eine ausrei-
chende Kihlung der Substrate sicherzustellen,
wenn diese derart dunnwandig sind, dass schon
sehr geringe Einspannkrafte eine Durchbiegung des
Substrates zur Folge haben, so dass die Substrate
nicht mehr auf der beispielsweise wassergekihiten
Substratauflage ganzflachig aufliegen.

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe
zugrunde eine plattenférmige Substratauflage bzw.
Substrathalteeinrichtung zu schaffen, die die er-
wahnten Nachteile nicht aufweist und die eine wirk-
same Kuhlung der Substrate wahrend des Vakuum-
prozesses ermdglicht, ohne dass eine Verformung
oder Zerstérung der Substrate erfolgt.

Erfindungsgemass wird diese Aufgabe durch
eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentan-
spruches 1 gelost. Diese weist ein die Oberseite
der Substratauflage abdeckendes Rahmenteil auf,
das eine der Anzahl und der Konfiguration der
Substrate entsprechende Zahl von Offnungen
oder Durchbriichen aufweist, wobei das Rahmen-
teil mit Hilfe von Klemmsticken an der Substrat-
auflage befestigbar ist, wobei die Klemmstiicke
mit Zapfen oder Bolzen versehen sind, die mit
Bohrungen in den beiden Stirnflaichen des Rah-
menteils bzw. in den beiden Stirnflichen der Sub-
stratauflage korrespondieren, wobei auf der Ober-
seite der Substratauflage und/oder entsprechen-
den Haltescheiben jeweils mindestens ein Dicht-
ring aufliegt, der sich parallel zu der Oberseite der
Substratauflage bzw. der Haltescheiben begren-
zenden Randpartien erstreckt, wobei an der Ober-
seite Bohrungen minden, die an eine Unterdruck-
quelle oder eine Gasquelle anschliessbar sind.
Vorzugsweise weisen die sich parallel der Langs-
seiten der Substratauflage erstreckenden Partien
des Rahmenteils ein etwa L-formiges Profil auf,
wobei der sich jeweils horizontal erstreckende
Schenkel zumindest bis in eine Ebene oberhalb
der Oberseite der Substrate erstreckt, wobei die
jeweils den zylindrischen Seitenflaichen der Halte-
scheiben zugewandten Flachen der Aussparun-
gen ein Verschieben der Substrate in der Sub-
stratebene verhindern.

Zweckmassigerweise liegen auf den Randpartien
der oberen Flachen der Haltescheiben Dichtringe
auf, die jeweils mit den aufliegenden, vom Rahmen-
teil partiell Ubergriffenen Substraten und den Ober-
seiten der Haltescheiben schmale Zwischenrdume
einschliessen, die jeweils Uber die Bohrungen an
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eine Saugpumpe oder eine Gasquelle anschliessbar
sind.

Weitere Merkmale und Einzelheiten sind in den
Patentanspriichen naher beschrieben und gekenn-
zeichnet.

Die Erfindung lasst die verschiedensten Ausfih-
rungsmdglichkeiten zu; eine davon ist in den an-
hangenden Zeichnungen schematisch naher darge-
stellt und zwar zeigen:

Fig. 1 die Draufsicht auf eine Substratauflage mit
dem zugehdrigen Klemmstiickpaar,

Fig. 2 den Schnitt quer durch die Substrataufla-
ge, das Rahmenteil und ein Substrat,

Fig. 3 das Rahmenteil in der Draufsicht,

Fig. 4 den Schnitt durch die zusammengesetzte
Vorrichtung nach den Linien A-B gemaéss Fig. 5,

Fig. 4a den Schnitt nach Fig. 4, jedoch in ver-
grosserter Darstellung und

Fig. 5 die Draufsicht auf die Vorrichtung mit auf-
gelegten Substraten.

Wie aus den Zeichnungen ersichtlich, besteht die
Vorrichtung im Wesentlichen aus einer plattenférmi-
gen, im Grundriss rechteckigen Substratauflage 3
auf deren Oberseite 5 insgesamt vier kreiszylindri-
sche Haltescheiben 15, 15, ... in einer Reihe fest
angeordnet sind, wobei im Bereich einer jeden Hal-
tescheibe 15, 15, ... Kandle 14, 14, ... vorgesehen
sind, die jeweils einerseits an der Oberseite der
Haltescheiben und andererseits an der Unterseite
der Substratauflage 3 minden und wobei ein Dicht-
ring 13 auf der Oberseite 5 der Substratauflage 3
angeordnet ist, der parallel der Aussenkante ver-
lauft, wobei die Oberseite Uber Querbohrungen 22,
22', ... mit dem Kanal 14 in Verbindung steht und
wobei zwei Klemmsticke 7, 7, ... vorhanden sind,
die jeweils mit Hilfe von Bolzen oder Zapfen 8, &',
... bzw. 9, 9, ... mit den Stirnflachen 12, 12’ der
Substratauflage 3 verbindbar sind, die ihrerseits
korrespondierende Sacklochbohrungen 23, 23, ..
aufweisen, wobei lber die Substratauflage 3 ein im
Querschnitt U-férmiges Rahmenteil 4 stilpbar ist,
das ebenfalls an seinen einander gegeniberliegen-
den schmalen Stirnflachen 11, 11 Aufnahmeboh-
rungen 10, 10’ aufweist, die mit den Bolzen 8, &, ...
korrespondieren, wobei das Rahmenteil 4 mit vier
Durchbruchen oder Offnungen 6, 6°, ... versehen
ist, deren Seitenflaichen dem Durchmesser der Hal-
tescheiben 15, 15, ... angepasst sind, wobei die
obere umlaufende Kante 28, 28, ... jeweils Uber
das jeweilige Substrat 2, 2/, ... greift.

Die beschriebene Vorrichtung kann in horizonta-
ler Lage beschickt werden, wobei die Substrate 2,
2, ... nach den Verschwenken der Vorrichtung in
senkrechter Position beschichtet bzw. oberflachen-
behandelt werden kénnen.

Die auf die Haltescheiben 15, 15, ... aufgelegten
Substrate 2, 2’, ... werden vor Prozessbeginn mit
Hilfe von Unterdruck auf Dichtungen 19, 19, ... ge-
presst die auf den Oberseiten der Haltescheiben
15, 15, ... vorgesehen sind, wobei die Dichtungen
19, 19, ... vom atmospharischen Druck zusammen-
gepresst werden. Nach dem Zusammenpressen der
Dichtungen 19, 19", ... wird das Rahmenteil 4 auf
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die Substratauflage 3 aufgelegt und an dieser mit
Hilfe der Klemmstiicke 7, 7’ befestigt. Wenn nun
die Vorrichtung in der Vakuumkammer dem Pro-
zessdruck ausgesetzt wird, driicken die Dichtungen
19, 19/, ... die Substrate 2, 2’, ... von unten her ge-
gen die Unterseite 24 bzw. den Rand 28, 28, ...
des Rahmenteils 4 bzw. gegen die Schenkel 18,
18’, ... wobei ein schmaler, spaltférmiger Raum 25
entsteht. Dieser Raum 25 kann nun wahrend der
Kihlung der Substrate 2, 2/, ... mit Gas durchstromt
werden, wozu z.B. Helium durch die Bohrungen 14
bzw. 22 gepumpt wird. Wle Fig. 4a deutlich zeigt
entsteht darliber hinaus auch ein spaitférmiger
Raum 26 zwischen der Unterseite der Schenkel 18,
18, ..., der Oberseite 5 der Substratauflage 3, dem
Dichtring 13 und der zylindrischen Mantelfliche der
Haltescheiben 15, 15, ... der ebenfalls vom Kiihl-
gas durchstromt werden kann.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zum Halten von flachen, kreis-
scheibenférmigen Substraten (2, 2/, ...) in der Vaku-
umkammer einer Beschichtungs- oder Atzanlage,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung mit
einer plattenférmigen Substratauflage (3) mit einer
rechteckigen Grundflache, zur Befestigung an eine
Schwenkeinrichtung und mit einem die Oberseite
(5) der Substratauflage (3) abdeckenden Rahmen-
teil (4) versehen ist, das eine der Anzahl und der
Konfiguration der Substrate (2, 2, ...) entsprechen-
de Zahl von Offnungen oder Durchbriichen (6) auf-
weist, wobei das Rahmenteil (4) mit Hilfe von
Klemmstiicken (7, 7, ...) an der Substratauflage (3)
befestigbar ist und die Klemmstiicke (7, 7°) mit Zap-
fen oder Bolzen (8, 8, ... 9, 9, ...) versehen sind,
die mit Bohrungen (10, 107, ... 23, 23, ...) in beiden
Stirnflachen (11, 11’) des Rahmenteils (4) oder in
den beiden Stimflachen (12, 12’, ...) der Substrat-
auflage (3) korrespondieren, wobei auf der Obersei-
te (5) der Substratauflage (3) und/oder auf dieser
angeordneten Haltescheiben (15, 15, ..} jeweils
mindestens ein Dichtring aufliegt, der parallel zu
der Oberseite (5) der Substratauflage (3) bezie-
hungsweise der Haltescheiben (15, 15’, ...) begren-
zenden Randpartien verlauft, wobei an den Ober-
seiten (5 bzw. 27) Bohrungen (14, 14', ... bzw. 22,
22’, ...} minden, die an eine Unterdruckquelle oder
eine Gasquelle anschliessbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die sich parallel der Langssei-
ten (17, 17°, ...) der Substratauflage (3) erstrecken-
den Partien des Rahmenteils (4) ein etwa L-férmi-
ges Profil aufweisen, wobei der sich jeweils
horizontal erstreckende Schenkel (18, 18°) sich bis
in eine Ebene oberhalb der Oberseite der Dichtrin-
ge (19, 19, ...) erstreckt die auf der Oberseite der
Haltescheiben (15, 15, ...) angeordnet sind, wobei
die jeweils den zylindrischen Seitenflachen der Hal-
tescheiben (15, 15, ...) zugewandten Flachen der
Aussparungen (6, 6, ...) ein Verschieben der Sub-
strate (2, 2, ...) in der Substratebene verhindern.

3. Vorrichtung nach den Ansprichen 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, dass auf den Randpartien
der oberen Flachen (27) der Haltescheiben (15,
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15, ...) Dichtringe (19, 19, ...) aufliegen die jeweils
mit den aufliegenden Substraten (2, 2, ...) und den
Oberseiten (27, 27, ...) der Haltescheiben (15,15,
...) schmale Zwischenraume (25, 25’, ...) die jeweils
Uber die Bohrungen (14, 14, ...) an eine Saugpum-
pe oder eine Gasquelle anschliessbar sind.

4. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass langs der Rand-
partien der Oberseite (5) der Substratauflage (3)
ein Dichtring angeordnet ist, der zusammen mit
weiteren auf den Haltescheiben (15, 15, ...) auflie-
genden Dichtringen (19, 19', ...) bei aufgesetztem
Rahmenteil (4) Spaltraume (25, 25, ...) einschliesst,
die (ber die Kanale (14, 14, ... ) an eine Saugpum-
pe oder an eine Gasquelle anschliessbar sind.
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